A transzmisszios
elektronmikroszkop kepalkotasa




Képalkotas

« Parhuzamos nyalab athalad a mintan

* Objektivlencse kepsikjaban a targy kepe

* Objektivlencse hatso fokuszsikjaban a
diffrakcios abra

* Vetitorendszer a ketto kozul az egyiket
tovabb nagyitja
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Fig. 1.2
Ray paths in a three-stage electron microscope

a) for imaging;
b) for electron diffraction



Kontraszthatasok

A felfogd ernyon vagy a detektalo
kameran az elektronok intenzitas-
eloszlasa lathatok

« Amplitudo-kontraszt: az intenzitas a

nyalab amplitudo-valtozasa kovetkezteben
valtozik meqg:

. |=|A)R=AA*



Amplitudo-kontraszt

* A minta vastagsaga miatt

* A szemcsek orientacioja miatt
* Rendszamkontraszt miatt
 Diffrakcio miatt
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Amplitudo-kontraszt

« Egyenletes
vastagsagu homogen
minta esetén
orientacios kontraszt

Fig. 3.6. Polycrystalline aluminium film, of almost uniform thickness. The different
crystal grains appear light or dark depending on the crystal orientation with respect to the
electron beam. Magnification 15,000 X.




Kulonboz6
osszetetell
tartomanyok is
okoznak
kontraszthatast.

Kompozit




Ketsugaras elrendezes

» Kristalyhibak vizsgalatahoz a jobb
felbontas erdekében csak a direkt
nyalabot és egy diffraktalt nyalabot
hasznalunk.

A kristalyhibak kozelében nem tokéletesen
teljesul a Bragg-feltétel.

» Beallitas: ket- vagy haromtengely(
goniometerrel.



Ketsugaras elrendezes, vilagos
latotert (Bright Field, BF) kep

minta
(reflektalo siksereggel)

1 K objektiv apertura




Ketsugaras elrendezes, sotet
latoterl (Dark Field, DF) kép




Kétsugaras elrendezés, Centralt sotet
latotert (Centered Dark Field, CDF) kep
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Nanokristalyos nikkel
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A g-b szorzat szerepe
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Szemcsehatar

|d. kés6bb: vastagsagi kontur
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Diffrakcios keép Nagy felbontasu kep
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Tavolabbi
(harmadik,
negyedik) spot
kivalasztasa.

A Bragg-feltétel
csak a diszlokacié
kozvetlen
kdzelében teljesdul.




Diszlokaciok Si-ban



Deformalt AISI 316-0s
ausztenites acél,
diszlokaciok az (111)
sikon.




Deformalt platina
Kristaly.
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Diszlokaciok egy
rozsdamentes acél
kivalasaban.
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Misfit-diszlokacio
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Diszlokaciok
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Diszlokaciok
s
-

Csavardiszlokaciok maszassal hurkokat hoznak létre
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Tranzisztor emittere egy
monolit IC felszinén.

Mechanikai behatas.
Mikrorepedés kialakulasa.
A felléep6 mechanikus

feszultseg kovetkezteben
diszlokaciok keletkeztek.




Vastagsagi kontur, extinkcios hossz

vy bbb ey
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Retegzodesi

¥ hiba
T T 0 Beékel6dott

—~— atomok miatt j6tt
—— b létre (kiilsé

(" retegzodesi hiba)




Retegzodesi hiba
vyl vy by =




E GiY E'T E'M 1 7 8 2

" |




stacking fanlt




